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■ 2025년 10월 용인 EUV 전용센터 준공, 2026년 추가 장비투자를 통해 EUV 블랭크마스크 양산 준비 진행. 용인센터 가동 시 생산능력 기존 

대비 약 2배 확대 전망. 고객사 퀄 테스트는 막바지 단계로, 향후 고객 인증 완료 및 실제 양산 매출 발생 여부 확인 필요 

■ 중국 반도체 생산능력 확대와 DUV 기반 미세공정 적용 증가에 따른 고사양 블랭크마스크 수요 확대 전망. 1H26 블랭크마스크 수출 매출액은 

710억원(+10.9% YoY), 수출 비중은 56.8%. 쑤저우 FPD용 생산거점 구축을 통한 현지 고객 대응력 및 공급 안정성 강화 기대 

■ EUV 펠리클 및 HM-PSM용 블랭크마스크로 후속 제품 포트폴리오 확대 추진. 2026년 매출액 2,574억원(+5.6% YoY), 영업이익 510억원

(+1.2%) 전망. 신규 EUV 제품의 고객사 적용 확대 여부가 중장기 성장률과 밸류에이션 재평가의 추가 변수로 작용할 전망 
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EUV 블랭크마스크 양산 가시화 

2025년 10월 용인 EUV 전용센터 준공, 이후 양산 설비 투자 지속. 글로벌 메모리 고객사 퀄 테

스트 막바지 단계로, 2026년 말~2027년 초 인증 완료 여부 확인 필요. EUV 제품 ASP는 장당 

약 8,000만원~1억원으로 DUV 대비 수십 배 수준. 양산 전환 시 제품 믹스 개선 및 중장기 수익

성 상승 전망 

 

중국 수요 확대가 기존 사업 성장 견인 

1H26 블랭크마스크 수출 매출액 710억원(+10.9% YoY), 수출 비중 56.8% 기록. 중국 반도체 

생산능력 확대와 DUV 기반 미세공정 적용 증가에 따른 고사양 블랭크마스크 수요 확대 전망. 중

국 쑤저우 FPD용 생산거점 구축 추진으로 현지 고객 대응력 및 중장기 성장 기반 강화 기대 

 

2026년 외형 성장 지속, 이익 성장은 제한적 

2026년 매출액 2,574억원(+5.6% YoY), 영업이익 510억원(+1.2% YoY), OPM 19.8% 전망. 중

국향 고사양 블랭크마스크 수요 확대에 힘입어 매출 성장 지속 예상. 다만 2025년 높은 성장에 

따른 기저 부담과 용인 EUV센터 관련 감가상각비·연구개발비 증가로 이익 성장폭은 제한적일 전

망. 2027년 이후 신규 EUV 제품 매출 기여 여부가 중장기 실적 성장률의 주요 변수 

 
Forecast earnings & Valuation 

 2022 2023 2024 2025 2026F 

매출액(억원) 1,235 1,503 1,760 2,437 2,574 
YoY(%) 25.0 21.7 17.1 38.5 5.6 

영업이익(억원) 160 250 295 504 510 
OP 마진(%) 13.0 16.7 16.7 20.7 19.8 

지배주주순이익(억원) 175 259 305 583 474 
EPS(원) 814 1,205 1,421 2,718 2,223 
YoY(%) 51.9 48.0 17.9 91.3 -18.2 

PER(배) 32.4 37.6 18.0 17.8 19.6 
PSR(배) 4.6 6.5 3.1 4.2 3.6 
EV/EBITDA(배) 20.2 24.6 11.3 15.1 12.1 

PBR(배) 3.0 4.4 2.2 3.4 2.7 
ROE(%) 9.6 12.6 13.1 21.2 14.6 
배당수익률(%) 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터 

 Company Data 

현재주가 (9/21) 43,650원 

52주 최고가 105,100원 

52주 최저가 34,050원 

KOSDAQ (9/21) 836.27p 

자본금 107억원 

시가총액 9,313억원 

액면가 500원 

발행주식수 21백만주 

일평균 거래량 (60일) 22만주 

일평균 거래액 (60일) 94억원 

외국인지분율 14.09% 

주요주주 정수홍 외 5인 21.96% 

 삼성전자 8.04% 

 

Price & Relative Performance 

 

 
Stock Data 

주가수익률(%) 1개월 6개월 12개월 

절대주가 7.4 -48.9 -19.0 

상대주가 3.0 -29.0 -16.4 
 

 

▶참고 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 ‘부채비율’, 성장성 지표는 ‘매출

액 증가율’, 수익성 지표는 ‘ROE’, 활동성지표는 ‘순운전자본회전율,’ 유동성지

표는 ‘유동비율’임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상

대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음. 

 

▶'글로벌 세그먼트'는 코스닥 시장 내 재무실적과 시장평가, 기업지배구조가 

우수한 기업으로 한국거래소에서 선정한 기업 
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  기업개요 및 연혁 

에스앤에스텍은 국내 최초로 

블랭크마스크 국산화 

에스앤에스텍은 반도체(IC)와 디스플레이(FPD) 노광 공정의 핵심 소재인 블랭크마스크(Blank Mask)를 제조 및 판매하

는 기업으로, 2001년 2월 설립되었다. 회사 설립을 주도한 정수홍 회장은 1955년 대구에서 태어나 경북대학교 고분자

학과를 졸업하고 같은 대학 대학원에서 반도체공학 석사학위를 받은 뒤, 1981년 한국전자기술연구소 포토마스크 연구

원을 시작으로 삼성반도체·한국듀폰(공장장)·아남반도체기술(부사장)을 거쳤다. 1995년 아남반도체기술의 포토마스크 

사업을 분사해 포토마스크 전문기업 피케이엘(PKL)을 설립했고, 1998년 PKL 대표이사 사장에 선임됐다. 이후 일본 업

체가 독점하던 블랭크마스크를 국산화하기 위해 2001년 남기수 전 대표와 함께 에스앤에스텍을 공동 설립했으며, 설

립 당시 정 회장은 최대주주로, 경영은 남 전 대표가 총괄했다. 정 회장은 2017년 3월 회장으로 선임되며 경영을 총괄

하기 시작했고, 2018년 3월 남 전 대표 사임 이후 대표이사를 맡고 있다. 

 

2002년 국내 최초 반도체용 블랭크마스크를 개발했고, 2003~2004년 각각 삼성전자와 SK하이닉스로부터 품질인증

을 마쳤다. 2005년에는 디스플레이용 블랭크마스크를 국산화했고, 이러한 기술력에 힘입어 2009년 코스닥 시장에 상

장했다. 상장 이후 하이엔드 블랭크마스크 시장에 진입했고, 2017년과 2020년 각각 EUV 펠리클과 EUV 블랭크마스

크 기술 개발을 시작했으며, 2025년 용인에 EUV센터를 준공하며 EUV 전용 제품의 양산 및 사업화를 준비하고 있다.  

 

사업장은 현재 대구사업장(본사)과 용인사업장으로 구분되며, 대구사업장에서는 DUV 블랭크마스크와 EUV 관련 제품

을 생산하고 있으며, 용인사업장은 EUV 전용 제품을 담당하고 있다. 국내 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성

디스플레이, LG디스플레이 등이 있다. 해외 주요 고객사로는 미국의 인텔, 마이크론, 글로벌파운드리스, 중국의 SMIC, 

CXMT, 대만의 TSMC, UMC, PSMC, 난야테크놀로지, 일본의 르네사스, 소니 반도체 등에 공급하고 있다.  

 

에스앤에스텍은 2025년 연결 기준 매출액 2,437억원(YoY +38.5%), 영업이익 504억원(YoY +70.9%, OPM 20.7%)

을 기록했다. 사업부문별 매출액은 블랭크마스크 2,348억원, 신기술사업금융업 71억원, 바이오 및 과학기술서비스업 

18억원으로 매출 비중은 각각 96.3%, 2.9%, 0.8%이며, 사실상 블랭크마스크 단일 사업구조다. 지역별로는 내수 

1,122억원, 수출 1,316억원으로 매출 비중은 각각 46.0%, 54.0%다. 2019년 26.5%였던 수출 비중은 중국 파운드리·

패널 업체향 공급 확대와 함께 6년 만에 과반을 넘어섰다. 2026년 상반기 누적 실적은 매출액 1,281억원(YoY 

+8.0%), 영업이익 250억원(OPM 19.5%)이며, 이 가운데 수출은 710억원으로 매출 비중 55.4%를 기록했다. 

 

주요 연혁 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 

기업개요

2001 

 

 

2008 

회사설립 

국내 최초 반도체•디스플레이용  

Blank Mask 개발 및 양산 

대한민국 10대 신기술 지정 
 

2009 

 

2014 

2016 

KOSDAQ 상장 

High-end 시장진입 

World Class 300 선정 

대구 제2공장 준공 
 

2017 

2020 

2025.10 

2025 

 

EUV Pellicle R&D  

EUV BlankMask R&D  

용인EUV센터준공 

7,000만불수출의탑 

소부장으뜸기업선정 
 

2026.04 중견기업 전환 

EUV BlankMask 양산사업화 

EUV Pellicle 사업화 
 

2001~2008
MARKET ENTRY

2017 ~2025
EXPANSION

2026~
UPCOMING

2009 ~2016
GROWTH
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매출액, 영업이익 및 영업이익률 추이  내수, 수출 추이 및 비중 추이 

 

 

 

자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터  자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 

 

  주주구성 및 자회사 

삼성전자 지분 기반 사업 협력 2026년 2분기말 기준 최대주주는 정수홍 대표이사 회장으로, 특수관계인을 포함한 지분율은 21.92%다. 주요 주주로

는 삼성전자가 8.04%를 보유하고 있으며, 2020년 제3자배정 유상증자를 통해 지분을 취득한 이후 현재까지 유지하

고 있다. 최대주주 측 지분율은 20% 초반으로 높지 않지만, 주요 고객사인 삼성전자가 전략적 지분을 보유하고 있다

는 점이 특징이다. 

 

기존 연결 자회사로는 에스앤에스인베스트먼트, 에스앤에스 넥스트테크놀로지 1호, 에스앤에스랩 등이 있다. 에스앤에

스인베스트먼트와 넥스트테크놀로지 1호는 투자 목적의 법인이며, 에스앤에스랩은 부동산 임대 및 컨설팅 사업을 영위

한다. 기존 자회사들은 본업과의 직접적인 사업 연계 및 연결 실적 기여도가 크지 않다. 

 

에스앤에스텍 2분기말 기준 주요 주주  정수홍 대표이사 약력 

 

 

구분 내용 

성명 정수홍 

직위 에스앤에스텍 대표이사 회장 

출생 1955년 

학력 1999년 경북대학교 산업대학원 반도체공학 석사 

경력 

1980년 한국전자기술연구소 연구원 

1984년 삼성반도체 

1995년 피케이엘 대표이사 사장 

2001년 에스앤에스텍 창업 

 

자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터  자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  사업부별 설명 및 주요 보유 기술 

DUV 본업에서 EUV 

블랭크마스크로 확장 준비 

에스앤에스텍은 반도체 및 디스플레이용 블랭크마스크 전문 업체다. 블랭크마스크는 포토마스크의 원재료로, 석영기판 

위에 금속막과 감광액 등을 형성해 제조한다. 고객사가 블랭크마스크에 회로 패턴을 새기면 포토마스크가 되고, 이를 

노광공정에서 활용해 웨이퍼에 회로를 전사한다. 2025년 연결 매출액 2,437억원 중 블랭크마스크 매출은 2,348억원

으로 96.3%를 차지했으며, 1H26에도 매출의 약 98%가 블랭크마스크 사업에서 발생했다. 사실상 단일 사업구조다. 

 

현재 주력 제품은 반도체용(IC)과 디스플레이용(FPD) DUV 블랭크마스크다. 반도체용은 KrF, ArF 등 노광공정에 사용

되며, 공정 미세화에 따라 고해상도·저결함 제품의 중요성이 높아진다. 특히 ArF 기반 미세공정에서는 멀티패터닝 적

용으로 마스크 사용량이 증가해 블랭크마스크 수요 확대에 긍정적이다. 디스플레이용은 LCD와 OLED 패널 제조에 사

용되며, 대면적 기판에서 박막 균일도와 투과율을 일정하게 유지하는 기술이 핵심이다. 회사는 중국 FPD 수요 대응을 

위해 현지 생산거점 구축도 추진하고 있다. 

 

블랭크마스크의 핵심 경쟁력은 박막 증착과 결함 제어 기술이다. 미세한 파티클이나 막 두께 편차도 포토마스크 불량

과 웨이퍼 수율 저하로 이어질 수 있어, 고평탄 기판 처리와 박막 균일도, 감광액 코팅, 결함 검사 능력이 중요하다. 고

객사 인증에 장기간이 소요되고 공정 변경도 쉽지 않아 진입장벽이 높은 편이며, 한번 공급망에 진입한 업체는 비교적 

장기간 거래가 유지되는 구조다. 

 

중장기 성장축은 EUV 블랭크마스크와 EUV 펠리클이다. EUV 블랭크마스크는 13.5nm 광원을 사용해 기존 DUV 제품

보다 박막과 결함 제어 난도가 높으며, 회사는 용인 EUV 전용 생산거점을 구축해 양산을 준비하고 있다. EUV 펠리클

은 포토마스크 표면을 파티클로부터 보호하는 초박막 보호막으로, 높은 투과율과 내열성이 요구된다. 두 제품 모두 현

재 본격적인 매출 기여 단계는 아니며, 향후 고객사 인증과 양산 시점이 신규 성장동력의 핵심 변수로 판단한다. 

  

빛의 파장이 짧을수록 더 작은 회로를 그릴 수 있음 

 
자료: ASML, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  반도체 미세화에 따른 블랭크마스크 수요 확대 

미세화가 키우는 마스크 수요 블랭크마스크 수요는 기본적으로 반도체 CAPEX와 생산능력 확대의 영향을 받는다. 신규 팹 투자와 생산라인 증설이 

이뤄지면 필요한 포토마스크 세트가 늘어나기 때문이다. 다만 포토마스크는 웨이퍼 생산량에 비례해 매번 소모되는 소

재가 아니라, 한 번 제작한 뒤 동일 제품 생산에 반복적으로 사용된다. 따라서 단순 생산량 증가보다는 공정 미세화와 

신규 칩 설계, 공정 전환에 따른 수요 영향이 상대적으로 더 크다. 

 

반도체 회로가 미세화될수록 더 높은 해상도와 낮은 결함 수준의 포토마스크가 필요하며, 신규 제품 출시나 칩 설계 변

경 시에도 새로운 포토마스크 세트가 요구된다. 즉 블랭크마스크는 CAPEX 확대에 따른 Q 성장의 수혜를 받으면서

도, 미세화와 신규 설계 확대에 따라 수요가 추가로 증가하는 구조다. 

 

중국에서는 EUV 장비 확보가 제한적인 상황에서 ArF 기반 멀티패터닝을 활용해 미세공정을 구현하고 있다. 동일한 

미세 패턴을 여러 차례 노광해야 해 기존 공정 대비 포토마스크 사용량이 2~4배 증가할 수 있으며, 이는 DUV 블랭크

마스크 수요 확대로 이어진다. 에스앤에스텍은 중국 반도체용 블랭크마스크 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 중

국 파운드리의 미세공정 전환이 단기 실적 성장의 주요 요인으로 판단한다. 

 

글로벌 블랭크마스크 시장, CAGR 9.4%  글로벌 포토마스크 수요 증가 

 

 

 
자료: CIC, 한국IR협의회 기업리서치센터, 주: 반도체, 디스플레이용 합산  자료: TechInsights, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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블랭크마스크 제조방법 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  노광 광원에 따라 DUV·EUV용으로 구분 

광원 변화에 따라 달라지는  

마스크 구조와 부가가치 

반도체 미세화가 진행될수록 더욱 작은 회로 패턴을 구현하기 위해 짧은 파장의 광원이 요구된다. 노광 기술은 과거 i-

line(365nm)에서 KrF(248nm), ArF(193nm) 등 DUV(Deep Ultraviolet)를 거쳐 EUV(Extreme Ultraviolet, 13.5nm)

로 발전해 왔다. 이에 따라 노광 공정의 원판으로 사용되는 블랭크마스크 역시 광원의 특성에 맞춰 DUV용 투과형과 

EUV용 반사형으로 구분된다. 

 

현재 폭넓게 사용되는 DUV용 블랭크마스크는 빛이 마스크를 통과하는 투과형 구조다. 합성석영 기판 위에 크롬(Cr), 

MoSi 등의 차광막을 형성하고, 회로 패턴에 따라 일부 영역의 차광막을 제거한다. 노광 시 빛이 투과되는 부분과 차단

되는 부분을 구분해 웨이퍼 위에 회로 패턴을 형성하는 방식이다. DUV에서는 일반적인 바이너리 마스크 외에도 미세 

패턴 구현을 위해 위상차를 활용하는 PSM(Phase Shift Mask) 등이 사용된다. 

 

반면 EUV는 파장이 13.5nm로 DUV의 ArF(193nm) 대비 14배 이상 짧으며, 빛을 투과시키는 대신 반사하는 구조의 

블랭크마스크가 사용된다. EUV 블랭크마스크는 저열팽창 기판 위에 몰리브덴(Mo)과 실리콘(Si)을 약 40~50쌍을 적

층한 다층 반사막을 형성하고, 그 위에 흡수막을 배치한다. 빛이 반사막에서 반사되는 영역과 흡수막에 의해 차단되는 

영역의 차이를 이용해 회로를 형성한다. 

 

13.5nm의 EUV 파장은 약 70μm 굵기의 머리카락과 비교하면 약 1/5,000 수준이다. 이처럼 파장이 짧아질수록 미세 

패턴 구현이 가능하지만, 블랭크마스크에 존재하는 극미세 결함 역시 웨이퍼에 영향을 줄 수 있어 기판 평탄도와 다층

막 균일도, 결함 제어에 대한 요구 수준이 크게 높아진다. 특히 EUV용 블랭크마스크는 수십 층의 반사막을 높은 균일

도로 형성해야 하는 만큼 DUV용 대비 제조 난도가 높고 고부가가치 제품에 해당한다. 

 

빛의 종류에 따라 마스크의 구조는 달라진다 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  일본 업체 중심의 과점시장 

상위 3개사 중심의 과점 시장 글로벌 블랭크마스크 시장은 높은 기술적 진입장벽을 바탕으로 소수 업체 중심의 과점 구조가 형성돼 있다. 

QYResearch에 따르면 2025년 기준 Shin-Etsu MicroSi(일본), HOYA(일본), AGC(일본) 등 상위 3개 업체가 글로벌 

시장의 약 86%를 차지한다. 블랭크마스크는 기판의 평탄도와 박막 균일도, 미세 결함 제어 등 높은 수준의 공정 기술

이 요구되며, 고객사의 장기간 품질 인증을 거쳐야 해 신규 업체의 시장 진입이 어렵다. 특히 반도체 미세화와 함께 요

구되는 결함 관리 수준이 높아질수록 기존 선도업체가 보유한 공정 기술과 고객 기반이 경쟁우위로 작용한다. 

 

에스앤에스텍은 글로벌 블랭크마스크 시장에서 약 5% 수준의 점유율을 확보한 것으로 추정되며, 일본 업체 중심의 시

장에서 국내 업체로서 의미 있는 입지를 구축하고 있다. 특히 중국에서는 반도체 생산능력 확대와 함께 일본 공급업체

에 대한 의존도를 낮추려는 수요가 나타나면서 동사에 기회요인으로 작용하고 있다. 반도체 생산능력 확대는 신규 생

산라인 및 공정 증가로 이어지며, 이에 따라 포토마스크와 블랭크마스크 수요 역시 구조적으로 증가할 수 있다. 

 

에스앤에스텍의 중국 반도체용 블랭크마스크 시장점유율은 40% 이상으로 파악되며, 중국 파운드리 업체의 DUV 기

반 공정 확대 역시 블랭크마스크 수요 증가를 견인하고 있다. 향후 EUV용 블랭크마스크의 고객 인증을 완료하고 시장 

진입에 성공할 경우 기존 DUV 및 디스플레이용 제품 중심에서 고부가 첨단 반도체용 제품으로 사업영역을 확대할 수 

있을 전망이다. 

 

2025년 매출액 기준 글로벌 블랭크마스크 시장점유율  중국의 반도체 생산능력(Fab Capacity) 

 

 

 
자료: QY Research, 한국IR협의회 기업리서치센터 

주: 원달러는 1,422원, 엔달러는 149엔 적용 

 자료: 중국 국가통계국(NBS), SEMI, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  EUV 블랭크마스크, 개발 단계에서 양산 진입 단계로 

EUV 블랭크마스크 양산 가시화 가장 중요한 기업가치 변화 요인은 EUV 블랭크마스크의 상용화다. 동사는 2025년 10월 약 1,000억원을 투입한 용인 

EUV 전용센터를 준공했으며, 2026년 2월 EUV 블랭크마스크 양산 준비를 위한 417억원 규모의 추가 시설투자를 집

행했다. 현재 글로벌 메모리 업체를 대상으로 품질 인증을 진행하고 있으며, 회사 측은 퀄 테스트가 마지막 단계에 진

입해 2027년 1월 중에는 완료를 목표로 하고 있다고 밝혔다. 

 

EUV 블랭크마스크는 기존 DUV 제품보다 ASP가 크게 높다. 회사 인터뷰에 따르면 EUV 제품 가격은 장당 약 8,000

만원~1억원으로 DUV 제품 300만~400만원 대비 수십 배 수준이다. 선행업체인 HOYA의 사례에서도 고부가 마스크 

사업의 수익성을 참고할 수 있다. 다만 블랭크마스크 단독 수익성은 공개되지 않는다.  

 

HOYA의 블랭크마스크 사업이 포함된 Information Technology 사업부는 최근 50% 이상의 세전이익률을 기록하고 

있으며, 회사 역시 블랭크마스크 사업을 안정적인 고수익성을 창출하는 사업의 대표 사례로 제시한다. 또한 FY2019 

1Q 당시 EUV 제품 매출은 전분기 대비 2배 증가하며 전체 블랭크마스크 매출의 29%까지 확대된 바 있다. 고객 인

증 이후 실제 공급이 시작될 경우 고ASP 제품 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선이 매출 및 수익성에 미치는 영향이 

클 것으로 판단한다. 용인센터 가동에 따라 생산능력 역시 기존 대비 약 2배 수준으로 확대될 전망이다. 

 

EUV 블랭크마스크 시장은 일본 업체 중심의 공급구조가 형성돼 있다. 에스앤에스텍이 고객 인증을 통과할 경우 국내 

최초 양산이라는 상징성과 함께 고객사의 공급망 다변화 수요를 흡수할 수 있다. 향후 양산 레퍼런스 확보 여부가 점유

율 확대와 밸류에이션 재평가의 핵심 변수가 될 전망이다. 

 

EUV 전환, ASP 약 20~30배 상승   HOYA Information Technology 수익성 추이 

 

 

 
주: 정수홍 회장 인터뷰 

자료: 한국경제, 한국IR협의회 기업리서치센터 

 주: 1) 세전이익률은 EUV 블랭크마스크 단독이 아닌 HOYA IT 사업부 기준, 2) IT사업부 내 블랭크마스크 비

중은 약 42%, 자료: HOYA, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  중국 블랭크마스크 수요 확대, 현지 생산으로 성장 기반 강화 

중국 현지화로 본업 성장 가속 중국이 에스앤에스텍의 기존 블랭크마스크 사업 성장을 견인하고 있다. 2026년 상반기 블랭크마스크 수출 매출은 

710억원(+10.9% YoY)으로 해당 사업 매출의 56.8%를 차지했으며, 수출의 상당 부분이 중국에서 발생하는 것으로 파

악된다. 무역통계 기준 2026년 8월 누적 반도체 제조용 관련 품목의 전체 수출액 가운데 중국향 비중은 86%에 달한

다. 중국 팹리스·파운드리 업체의 성장과 반도체 공급망 내재화 과정에서 DUV 기반 반도체용 블랭크마스크 수요가 확

대되고 있기 때문이다.  

 

우리나라의 중국향 반도체 제조용 품목의 수출 증가율과 동사의 영업이익률은 최근 유사한 방향성을 나타냈다. 직접적

인 인과관계로 단정하기는 어렵지만, 중국향 수요 확대가 외형 성장과 가동률·제품 믹스 개선을 통해 수익성에도 우호

적으로 작용했을 가능성을 시사한다. 

 

중국 사업은 향후 단순 수출에서 현지 생산으로 확대될 전망이다. 동사는 2026년 싱가포르 법인을 설립한 데 이어 종

속회사를 통해 중국 쑤저우 생산법인에 4,000만달러를 출자하기로 결정했다. 현지 생산거점이 구축되면 고객 대응시

간 단축과 공급 안정성 개선을 통해 중국 반도체·디스플레이 고객 내 점유율 확대에 유리할 것으로 판단한다. 공시상 

취득예정일은 2031년까지로 설정돼 있으나, 회사 측은 실제 자금 집행을 향후 2년 내 완료할 계획으로 설명했다. 

 

따라서 중국 사업은 EUV 상용화 이전에도 실적 성장을 지지하는 기반으로 작용할 전망이다. 특히 기존 수출 확대를 

통해 확보한 고객 레퍼런스에 현지 생산체계가 더해진다는 점에서 단기 물량 증가뿐 아니라 중장기 고객 기반 확대 측

면에서도 의미가 있다고 판단한다. 

 

우리나라의 블랭크마스크 수출액 증가율과 에스앤에스텍 영업이익률 추이  중국 쑤저우 생산법인 622억원 출자 

 

 

구분 내용 

회사명 S&S Suzhou Corp 

설립구조 S&S Advanced Materials Limited 의 자회사 

취득금액 621.8억원 

지분비율 100% 

취득목적 중국 FPD용 블랭크마스크 생산 및 현지 생산/운영, 기반 구축 

취득예정일자 2031-06-16 

이사회결정일 2026-07-02 
 

자료: KITA, 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 

주: HSK 3701991000 기준. 블랭크마스크를 포함하는 반도체 제조용 감광성 품목. 

 자료: 다트전자공시, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  펠리클·PSM으로 확장되는 EUV 제품 포트폴리오 

펠리클·PSM으로 EUV 확장 EUV 블랭크마스크 이후에는 펠리클과 차세대 PSM이 추가 성장 옵션이다. 동사는 EUV 펠리클의 멤브레인뿐 아니라 

자체 개발 프레임과 어셈블리 기술을 확보했으며, 풀사이즈 제품 기준 투과율 92±0.5%, 500W 환경에서 2.5만 웨이

퍼 수준의 수명을 제시하고 있다. 9월 11일, 고객사 품질 테스트 단계에 진입했다고 보도되며, 제품 개발 단계에서 양산 

적용을 준비하는 단계로 진입한 것으로 판단한다.  

 

펠리클은 EUV 포토마스크를 오염으로부터 보호하는 소재로, EUV 적용 공정 및 레이어 확대에 따라 사용량 증가가 예

상된다. 특히 EUV 펠리클은 기존 DUV 제품 대비 ASP가 크게 높은 고부가 제품으로, 양산이 본격화될 경우 판매량 

증가뿐 아니라 제품 믹스 개선을 통한 수익성 상승 효과도 기대할 수 있다. 삼성전자도 미국 테일러 팹에 EUV 펠리클 

탈·부착 및 검사 장비를 발주하는 등 실제 공정 적용을 위한 인프라 투자를 진행하고 있어 EUV 펠리클 시장 개화 가

능성이 높아지고 있다.  

 

동시에 동사는 Logic 3nm 이하 공정을 목표로 삼성전자와 EUV HM-PSM(Hard Mask Phase Shift Mask)을 공동개발

하고 있다. PSM은 위상차를 활용해 패턴 해상도를 높이는 방식으로 미세공정 대응에 유리하다. 회사 R&D 로드맵에는 

2025~2028년 EUV HM-PSM 개발 과제가 포함돼 있으며, 고객사 공정 조건에 맞춘 최적화 작업을 진행 중이다.  

 

펠리클과 PSM 모두 고객 인증과 양산 시점의 불확실성이 존재해 단기 실적 추정에는 보수적인 접근이 필요하다. 다만 

EUV 블랭크마스크 공급이 먼저 현실화될 경우 동일한 EUV 마스크 생태계에서 펠리클과 고부가 PSM으로 제품 포트

폴리오를 확대할 수 있다는 점에서 중장기 기업가치 상승 옵션으로 판단한다. 

 

노광 미세화에 따른 펠리클 가격 상승  자체 개발 펠리클과 프레임 어셈블리 

 

 

 
자료: 언론종합, 한국IR협의회 기업리서치센터  자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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EUV 펠리클 제조공정 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 

 

EUV HM-PSM 기술개발(특수 박막 구조의 EUV 블랭크마스크 개발) 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  1H26 Review 

블랭크마스크 성장 지속,  

2Q26 OPM 20%대 

2026년 상반기 연결 매출액은 1,281억원(+8.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 250억원(-0.8%)을 기록했다. 영업이익

률은 19.5%로 전년 동기 대비 1.7%p 하락했으며, 당기순이익은 265억원(+20.5%)을 기록했다. 2분기 매출액은 664

억원(+9.5%), 영업이익은 136억원(+2.3%)으로 영업이익률은 20.5%를 기록해 1분기 18.4% 대비 개선됐다. 

 

외형 성장은 주력인 블랭크마스크의 중국향 수출 확대가 견인했다. 상반기 블랭크마스크 수출 매출액은 710억원

(+10.9%)으로 증가했으며, 블랭크마스크 매출 내 수출 비중은 56.8%까지 상승했다. 중국 반도체 생산능력 확대와 현

지 포토마스크 업체의 수요 증가가 이어지는 가운데, 미세공정 대응을 위한 고사양 블랭크마스크 수요가 증가하면서 

내수 대비 수출 성장세가 견조했던 것으로 판단한다. 

 

별도 기준으로도 상반기 매출액은 1,251억원(+9.8%), 영업이익은 256억원(+8.5%)을 기록해 영업이익률 20.5%로 

전년 동기 20.8%와 유사한 수준을 유지했다. 이에 따라 본업인 블랭크마스크 사업의 수익성은 견조한 수준을 이어간 

것으로 판단한다. 다만 주요 자회사가 상반기 적자를 기록하면서 연결 실적에는 소폭 부정적인 영향을 미쳤다. 

 

분기별 매출액 및 영업이익률  분기별 매출액 기준 수출 비중 

 

 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터  자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  2026년 전망 

기존 사업 성장 지속, EUV 실적 

기여는 2027년 이후 

2026년 연결 매출액은 2,574억원(+5.6% YoY), 영업이익은 510억원(+1.2%), 영업이익률은 19.8%(-0.9%p)로 추정

한다. 상반기 매출액 1,281억원(+8.0%), 영업이익 250억원(-0.8%)을 기록한 가운데, 하반기에는 매출액 1,293억원, 

영업이익 260억원을 예상한다. 기존 DUV·FPD 블랭크마스크의 안정적인 성장으로 외형 확대는 이어지겠으나, 2025

년의 높은 성장률과 수익성 개선에 따른 기저 부담으로 이익 성장폭은 제한적일 전망이다. 2026년 EBITDA는 708억

원(+8.5%)으로 추정한다.  

 

매출 성장은 중국을 중심으로 한 블랭크마스크 수요 확대가 견인할 전망이다. 2026년 상반기 수출 비중은 56%로 

2025년과 유사한 수준을 유지했는데, 중국 반도체 생산능력 확대와 현지 포토마스크 업체 증가가 수요를 뒷받침하고 

있다. 특히 미세공정 대응을 위한 하이엔드 제품 비중 확대가 기존 사업의 ASP와 제품 믹스에 긍정적으로 작용할 것

으로 판단한다. 다만 2025년 일부 DUV 제품의 판가 인상 및 믹스 개선 효과가 이미 크게 반영된 만큼, 2026년 매출 

성장률은 전년 대비 정상화될 것으로 예상한다.  

 

EUV 양산 준비로 마진 개선 제한 수익성은 전년 대비 소폭 하락할 것으로 추정한다. 매출총이익률은 2025년 34.7%에서 2026년 34.1%로 0.6%p 하

락하고, 판관비율도 14.0%에서 14.3%로 상승할 것으로 예상한다. 기존 블랭크마스크의 제품 믹스 개선 효과는 지속

되겠으나, 용인 EUV센터의 장비 설치 및 양산 준비와 관련한 연구개발·고정비 부담이 수익성 개선을 제한할 전망이다. 

회사는 EUV 블랭크마스크 삼성전자 퀄 테스트가 막바지 단계이며 향후 6개월 내 마무리를 예상하고 있고, 용인 EUV

센터 주요 장비 설치 2027년초 목표로 하고 있다. 이에 따라 2026년 실적 추정에는 EUV 블랭크마스크의 본격적인 

매출 기여를 반영하지 않았다.  

 

2026년 당기순이익은 473억원(-18.6%)으로 예상한다. 세전이익은 525억원(+2.2%)으로 영업실적과 유사한 증가세

가 예상되나, 2025년에는 법인세비용이 -67억원으로 순이익이 일시적으로 확대됐던 만큼 기저 부담이 크다. 따라서 

순이익 감소 자체보다는 영업이익과 세전이익의 흐름을 통해 본업의 실적 방향성을 판단할 필요가 있다. 2026년은 기

존 블랭크마스크 사업의 성장세를 유지하면서 EUV 양산을 준비하는 구간이며, 실적 성장의 기울기가 다시 높아지는 

시점은 고객사 인증 완료 및 EUV 매출이 본격 반영되는 2027년 이후가 될 가능성이 높다고 판단한다. 

 

연도별 매출액 및 영업이익률  용인 EUV 전용센터, 장비도입 2027년초 마무리 

 

 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터  자료: 전자신문, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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에스앤에스텍 2026년 실적 추정 

 (억원, %)  2022 2023 2024 2025 2026F 

매출액 1,235  1,503  1,760  2,437  2,574  

블랭크마스크사업 1,222  1,430  1,666  2,348  2,513  

영업이익 160  250  295  504  510 

영업이익률 13.0  16.7  16.7  20.7  19.8  

당기순이익 175 259 303 581 473 

당기순이익률 14.2  17.2  17.2  23.8  18.4  

YoY         

매출액 25.0  21.7  17.1  38.5  5.6  

블랭크마스크사업 24.1  17.0  16.5  40.9  7.0  

영업이익 27.0  56.4  17.7  70.9  1.2 

당기순이익 51.9 48.0 17.2 91.6 -18.6 

자료: Quantiwise, 한국IR협의회 기업리서치센터 추정 
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  피어 중간값과 유사, EUV 양산이 리레이팅 변수 

EUV 양산이 핵심 에스앤에스텍의 현재 주가는 2026년 예상 실적 기준 P/E 19.6배, P/B 2.7배에 거래되고 있다. 비교기업 5개사의 

2026F P/E 평균은 25.2배, 동사는 약 22% 할인된 수준이다. P/B 역시 피어 평균 3.1배를 하회하는 반면, 예상 ROE는 

14.6%로 피어 평균 12.7%를 상회해 수익성 대비 밸류에이션 부담은 높지 않은 것으로 판단한다. 

 

다만 2026년 예상 매출액과 영업이익이 각각 2,574억원, 510억원으로 전년 대비 성장폭이 크지 않은 만큼, 현재 밸

류에이션을 단순 저평가로 해석하기는 어렵다. 기존 블랭크마스크 사업의 안정적인 수익성은 유지되고 있으나, 추가적

인 멀티플 확장을 위해서는 EUV 블랭크마스크의 고객사 인증 및 양산 가시화가 가장 중요하다. 이후 PSM과 펠리클

의 사업화가 더해질 경우 중장기 성장 기대를 추가로 반영할 수 있다. 

 

Global Peer Valuation (단위: 십억원, 배) 

 
종가 

(원, 엔) 

시가 

총액 

매출액 영업이익 P/E P/B ROE 

2025 2026F 2025 2026F 2025 2026F 2025 2026F 2025 2026F 

에스앤에스텍 43,650 931 244 257 50 51 17.8 19.6 3.3 2.7 21.2 19.6 

에프에스티 30,200 654 280 336 -1 28 N/A 49.4 2.6 2.3 N/A 5.1 

Hoya 22,605 66,595 8,969 9,180 2,631 3,000 35.7 27.8 8.7 7.4 25.4 26.4 

AGC 5,646 10,801 19,578 19,767 1,243 1,301 15.9 15.1 0.7 0.8 4.7 5.3 

Tekscend Photomask 3,770 3,297 1,226 1,296 324 288 11.5 14.3 1.7 2.6 17.2 14.7 

Shin Etsu Chemical 5,844 102,064 24,360 24,583 5,877 7,019 24.8 19.5 2.6 2.4 10.4 12.2 

Peer평균 22.0 25.2 3.3 3.1 14.4 12.7 

Peer중앙값 20.4 19.5 2.6 2.4 13.8 12.2 

자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터 

 

에스앤에스텍 PER 밴드 

 
자료: 에스앤에스텍, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  명확한 피어 부재, 사업구조에 따라 밸류에이션 차이 확대 

명확한 비교기업 부재한 구조 에스앤에스텍은 블랭크마스크를 주력으로 영위하고 있으나 국내외 상장사 중 사업구조가 정확히 일치하는 비교기업은 

없다. HOYA, AGC, Shin-Etsu Chemical은 블랭크마스크를 생산하고 있어 제품 측면에서는 가장 직접적인 피어지만, 

광학·유리·화학·반도체 소재 등 다양한 사업을 함께 영위하는 대형 복합기업이라는 점에서 전사 밸류에이션을 단순 적

용하기에는 한계가 있다. Tekscend Photomask는 포토마스크 전문업체로 동사와 직접적인 제품 경쟁 관계는 아니나, 

동일한 반도체 노광용 마스크 밸류체인에 속해 참고 피어로 활용했다. 국내 에프에스티는 펠리클 및 EUV 펠리클 중심

으로 제품 구성이 다르다. 

 

피어별 밸류에이션 차이도 이러한 사업구조와 성장성 차이를 반영한다. HOYA는 2026F P/E 27.8배, ROE 26.4%로 높

은 수익성과 EUV 블랭크마스크, 데이터센터 관련 성장성이 프리미엄 요인으로 작용하고 있다. 에프에스티는 P/E 44.3

배로 가장 높은데, 2026년 이익이 정상화되는 초기 구간인 가운데 CNT 기반 EUV 펠리클 등 신규 사업에 대한 기대

가 주가에 선반영된 영향이 크다. 반면 AGC와 Tekscend Photomask는 각각 15.1배, 14.3배로 거래되고 있으며, 

Shin-Etsu Chemical은 19.5배로 에스앤에스텍과 유사한 수준이다. 따라서 단순 피어 평균보다는 중간값과 개별 기업

의 사업구조를 함께 고려할 필요가 있다. 

 

HOYA FY2025 사업부별 매출  에프에스티 2025년 사업부별 매출 

 

 

 
자료: HOYA, 한국IR협의회 기업리서치센터  자료: 에프에스티, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  EUV 신규 사업의 실적 가시화가 리레이팅의 핵심 

EUV 신사업 가시화가 핵심 향후 에스앤에스텍의 밸류에이션 리레이팅 여부는 EUV 블랭크마스크를 중심으로 PSM, 펠리클 등 신규 사업 매출 기

여에 달려 있다. 현재 18배 수준의 P/E는 기존 블랭크마스크 사업의 안정적인 수익성과 EUV 사업에 대한 기대를 일부 

반영하고 있으나, 피어 중간값을 유의미하게 상회하는 멀티플을 위해서는 신규 사업의 실적 가시화가 필요하다. 

 

특히 고객사 인증 완료와 양산 전환을 통해 EUV 블랭크마스크 매출이 본격화될 경우 제품 믹스 개선과 함께 중장기 

성장률에 대한 시장의 눈높이가 높아질 전망이다. 현재 피어 중간값인 19.5배와의 격차는 크지 않지만, 향후 EUV 블랭

크마스크를 중심으로 PSM과 펠리클이 순차적으로 매출에 기여할 경우 기존 블랭크마스크 업체에서 EUV 노광 소재·

부품 업체로 밸류에이션 비교 범위가 확대될 수 있다. 반대로 고객사 인증 및 양산 일정이 지연될 경우 추가적인 멀티

플 확장은 제한될 수 있다. 

 

에스앤에스텍 주가 추이 

 
자료: 언론종합, Quantiwise, 한국IR협의회 기업리서치센터 
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  EUV 블랭크마스크 양산 일정 지연 가능성 

EUV 퀄 지연에 따른 차질 우려 에스앤에스텍의 주요 리스크는 EUV 블랭크마스크의 고객사 인증 지연이다. EUV 블랭크마스크는 결함 제어와 박막 균

일도 등 높은 수준의 품질 요건이 요구돼, 고객사 평가 과정에서 추가적인 성능 개선이나 재평가가 발생할 경우 양산 

전환 시점이 늦어질 수 있다. 

 

실제로 2026년 초에는 1~2월 중 평가 완료와 2분기 적용이 예상됐으나, 7월에도 퀄 테스트가 지속됐다. 최근 회사 측

은 평가가 마지막 단계에 진입했으며 2027년 1분기 중 마무리를 예상하고 있어, 현재로서는 2026년 말~2027년 초 

인증 완료 여부가 주요 변수다. EUV 블랭크마스크가 향후 실적 성장과 밸류에이션 리레이팅의 핵심인 만큼, 인증 일정

이 추가로 지연될 경우 관련 매출 인식과 신규 생산설비의 가동률 상승 시점도 늦어질 수 있다. 

 

  중국 성장 둔화 및 현지 경쟁 심화 가능성 

중국 수요 둔화·현지 경쟁 심화 

가능성 

에스앤에스텍의 기존 블랭크마스크 사업은 중국향 수요 의존도가 높아지고 있다. 2026년 상반기 블랭크마스크 수출 

매출액은 710억원(+10.9% YoY), 수출 비중은 56.8%를 기록했으며, 수출의 상당 부분이 중국 및 대만 등 중화권에서 

발생하고 있다. 이에 따라 중국 반도체·디스플레이 투자 둔화 또는 현지 고객사의 재고조정이 발생할 경우 기존 사업의 

매출 성장률과 가동률이 예상보다 낮아질 가능성이 있다.  

 

중장기적으로는 중국 로컬 블랭크마스크 업체의 기술력 향상과 가격 경쟁 심화도 확인이 필요하다. 동사는 중국 쑤저

우 FPD용 생산거점 구축을 위해 622억원 규모의 투자를 추진하고 있어 현지 수요가 예상에 미치지 못하거나 경쟁 강

도가 높아질 경우 신규 생산거점의 가동률 상승과 투자금 회수 시점이 지연될 수 있다. 중국 사업이 기존 DUV·FPD 

블랭크마스크 성장의 핵심 축인 만큼, 현지 수요와 점유율 유지 여부가 실적 성장의 주요 변수다. 
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포괄손익계산서   재무상태표 
(억원) 2022 2023 2024 2025 2026F 

매출액 1,235 1,503 1,760 2,437 2,574 

증가율(%) 25.0 21.7 17.1 38.5 5.6 

매출원가 897 1,037 1,165 1,591 1,697 

매출원가율(%) 72.6 69.0 66.2 65.3 65.9 

매출총이익 339 466 595 846 877 

매출이익률(%) 27.4 31.0 33.8 34.7 34.1 

판매관리비 178 216 300 342 367 

판관비율(%) 14.4 14.4 17.0 14.0 14.3 

EBITDA 262 375 429 652 708 

EBITDA 이익률(%) 21.2 24.9 24.4 26.8 27.5 

증가율(%) 20.8 43.3 14.5 52.0 8.5 

영업이익 160 250 295 504 510 

영업이익률(%) 13.0 16.7 16.7 20.7 19.8 

증가율(%) 27.0 56.4 17.7 70.9 1.2 

영업외손익 6 24 46 11 17 

금융수익 32 44 71 54 49 

금융비용 29 33 28 52 42 

기타영업외손익 3 13 3 10 10 

종속/관계기업관련손익 -0 3 4 -1 -1 

세전계속사업이익 165 277 345 514 525 

증가율(%) 39.4 67.7 24.3 49.0 2.2 

법인세비용 -9 19 42 -67 53 

계속사업이익 175 259 303 581 473 

중단사업이익 0 0 0 0 0 

당기순이익 175 259 303 581 473 

당기순이익률(%) 14.1 17.2 17.2 23.8 18.4 

증가율(%) 51.9 48.0 17.2 91.6 -18.6 

지배주주지분 순이익 175 259 305 583 474 
 

 

(억원) 2022 2023 2024 2025 2026F 

유동자산 942 1,180 1,550 1,842 2,191 

현금성자산 465 590 756 800 1,091 

단기투자자산 1 22 67 101 107 

매출채권 262 337 374 581 614 

재고자산 188 198 315 324 342 

기타유동자산 26 33 39 35 37 

비유동자산 1,326 1,387 1,420 2,089 2,215 

유형자산 1,085 1,160 1,252 1,799 1,927 

무형자산 23 19 17 22 16 

투자자산 131 147 104 124 129 

기타비유동자산 87 61 47 144 143 

자산총계 2,268 2,568 2,970 3,930 4,406 

유동부채 305 292 397 519 558 

단기차입금 95 116 153 180 200 

매입채무 115 95 136 174 184 

기타유동부채 95 81 108 165 174 

비유동부채 59 68 105 369 375 

사채 0 0 0 260 260 

장기차입금 0 0 0 0 0 

기타비유동부채 59 68 105 109 115 

부채총계 364 360 502 888 933 

지배주주지분 1,904 2,208 2,455 3,030 3,463 

자본금 107 107 107 107 107 

자본잉여금 1,023 1,094 1,120 1,142 1,142 

자본조정 등 -18 -8 -57 -45 -45 

기타포괄이익누계액 0 0 0 0 0 

이익잉여금 792 1,015 1,285 1,827 2,259 

자본총계 1,904 2,208 2,468 3,043 3,473 
 

   

현금흐름표  주요투자지표 

(억원) 2022 2023 2024 2025 2026F 

영업활동으로인한현금흐름 249 256 360 469 647 

당기순이익 175 259 303 581 473 

유형자산 상각비 94 119 129 144 192 

무형자산 상각비 7 6 6 5 6 

외환손익 5 5 5 13 0 

운전자본의감소(증가) -43 -129 -106 -186 -21 

기타 11 -4 23 -88 -3 

투자활동으로인한현금흐름 -334 -208 -192 -696 -330 

투자자산의 감소(증가) -15 3 10 -8 -4 

유형자산의 감소 0 1 1 0 0 

유형자산의 증가(CAPEX) -319 -211 -198 -634 -320 

기타 0 -1 -5 -54 -6 

재무활동으로인한현금흐름 32 79 -11 275 -21 

차입금의 증가(감소) 56 18 35 32 20 

사채의증가(감소) 0 0 0 286 0 

자본의 증가 0 0 0 0 0 

배당금 -21 -31 -32 -31 -42 

기타 -3 92 -14 -12 1 

기타현금흐름 -1 -1 8 -3 -5 

현금의증가(감소) -54 126 165 44 291 

기초현금 519 465 590 756 800 

기말현금 465 590 756 800 1,091 
 

 

 2022 2023 2024 2025 2026F 

P/E(배) 32.4 37.6 18.0 17.8 19.6 

P/B(배) 3.0 4.4 2.2 3.4 2.7 

P/S(배) 4.6 6.5 3.1 4.2 3.6 

EV/EBITDA(배) 20.2 24.6 11.3 15.1 12.1 

배당수익률(%) 0.6 0.3 0.6 0.4 0.5 

EPS(원) 814 1,205 1,421 2,718 2,223 

BPS(원) 8,875 10,293 11,443 14,204 16,230 

SPS(원) 5,757 7,007 8,205 11,372 12,064 

DPS(원) 150 150 150 200 200 

수익성(%)      

ROE 9.6 12.6 13.1 21.2 14.6 

ROA 8.2 10.7 10.9 16.8 11.3 

ROIC 11.8 16.9 16.4 22.5 18.2 

안정성(%)      

유동비율 309.1 404.4 390.8 354.7 392.5 

부채비율 19.1 16.3 20.3 29.2 26.9 

순차입금비율 -19.0 -22.2 -26.4 -14.9 -21.0 

이자보상배율 274.9 338.1 302.1 87.8 60.0 

활동성(%)      

총자산회전율 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 

매출채권회전율 5.1 5.0 5.0 5.1 4.3 

재고자산회전율 6.9 7.8 6.9 7.6 7.7 
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최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부 

시장경보제도란? 

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시

장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.  

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7 

 

종목명 투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목 

에스앤에스텍 X X X 
 

 

발간 History 

발간일 제목 

2026.09.28 에스앤에스텍-DUV에서 EUV로, 성장축의 확장 

  

  

  
 

 

Compliance notice 

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양

질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다. 

⚫ 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 

⚫ 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 

⚫ 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 

⚫ 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다. 

⚫ 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.  

⚫ 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나  

완벽성은 보장하지 않습니다. 

⚫ 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 

⚫ 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다. 

⚫ 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다. 

⚫ 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 ‘IRTV’에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 ‘小中한탐방’과 2) 기업보고서 심층해설방송인 ‘小中한 리포트 가치보기’를 보실 수 있습니다. 

 


